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Источники проникающих излучений с плазменным фокусом (пф) на оси газоразрядной камеры до сих пор привлекают внимание отечественных и зарубежных исследователей, в основном по двум причинам. С одной стороны они являются достаточно простыми и не превзойдёнными по интенсивности источниками R - ( -n - излучений. С другой, не оставляет в покое вопрос о механизме генерации этих излучений.

Имеющийся в настоящее время материал результатов экспериментальных и теоретических исследований не даёт оснований для адекватных выводов и скорее задаёт новые вопросы, чем отвечает на старые. Так, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о механизме испарения поверхности центрального электрода.

В работе ((( проведены теоретические оценки воздействия на поверхность излучений из плазменной оболочки. Сделан однозначный вывод, что при токах I ( ((7 А. оно не способно испарять значительные количества металла.

В работе ((( уделено внимание на МГД механизм испарения, в частости, влияние Джоулева нагрева поверхности при растекании по ней тока в месте контакта плазменной оболочки с электродом, и тоже не отвечает на вопрос откуда берётся энергия на испарение такого количества металла.

Более 30 лет назад нами также проводились исследования этого вопроса В этих исследованиях мы, не исключая возможности воздействия излучений оболочки и Джоулева нагрева тока, отдали предпочтение электронному пучку, формирующемуся на границе плазменной оболочки с центральным электродом, в области анодного падения потенциала. К такому выводу мы пришли в результате системного анализа спектрального состава импульсов рентгеновского излучения. Подробно методика и результаты опубликованы в работе (((. Мы обратили внимание на жесткую составляющую одиночного рентгеновского импульса, проявившую себя в виде особенности с резким нарастанием интенсивности в области максимума Оказалось, что кривая поглощения для этой части импульса соответствует характеристической линии Е=69кэв вольфрама.Но чтобы возбудить эту линию необходимо чтобы электроны проходили такую разность потенциалов. Емкостной накопитель заряжался до Епит.=25кв. Сами собой возникли вопросы: когда , в каком месте, и по какой причине возникает такая разность потенциалов?

Для ответа на эти вопросы нами были проведены:

1. Подробный спектральный  анализ в различные моменты времени в пределах одного рентгеновского импульса.

2. Анализ формы эрозионной выемки в центральном электроде.

Это позволило нам сделать следующие выводы:

1. Электрическая цепь ПФ трансформируется в индуктивный накопитель.При этом энергия емкостного накопителя перетекает в индуктивные элементы цепи разряда, включая и плазменную оболочку.

2. При разрыве цепи накопителя парами электрода, на границе металл - плазма формируется поток быстрых электронов, переносящих значительную долю электронного тока и возбуждающих тормозное и характеристическое излучения.
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